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DESCRIPCION
Placa original de impresion flexografica capaz de ser grabada con laser
Campo técnico de la invencion

La presente invencion se refiere a una placa original de impresion flexografica capaz de ser grabada con laser para
la fabricacion de una placa de impresion donde no se ven deficiencias de impresion, la resolucidon es buena y la
propiedad de impresion también es buena.

Antecedentes de la técnica

Como un método para la fabricacion de una placa de impresion flexografica, se ha utilizado un proceso de formacion
de la placa (sistema negativo) donde se coloca una pelicula de la imagen original sobre una capa de resina
fotosensible, la resina de la zona expuesta se reticula al ser expuesta a la luz y la resina no reticulada en el area no
expuesta se lava y se elimina mediante un revelador. Recientemente, sin embargo, ha sido difundido un método en
el que la informacion generada en un ordenador es directamente sacada sobre una placa de impresion para dar un
patron desigual que constituye un relieve (sistema CTP). En particular, un sistema de grabado por laser donde el
grabado se lleva a cabo mediante un laser no necesita la pelicula de la imagen original ni la etapa de revelado por lo
que el método es muy eficiente y amable con el medio ambiente (véase el documento de patente 1) y ha sido
investigado para su aplicacion practica.

En un paso de la fabricacion de la placa de impresion por grabado laser, el haz de laser es irradiado sobre una placa
original de impresién basandose en los datos de imagen de modo que el area irradiada se descompone y se elimina
de manera que se produce una falta de uniformidad en la superficie de la placa. En ese momento, se forman
residuos debido a la descomposicion del material que forma la imagen en el area irradiada con laser y una parte de
ellos se dispersan sobre toda la placa de impresion. Si los residuos se dejan en la placa de impresion, se originan
algunos problemas y, por lo tanto, se retiran de la placa de impresion por succion durante la irradiacion con laser con
un colector de polvo instalado cerca del aparato de laser y/o por lavado de la placa de impresion después de la
irradiacion con laser.

Sin embargo, ya que el caucho sintético es un componente principal en la placa original de impresion anterior, y la
pegajosidad de la propia placa es alta, los residuos generados por la irradiacion con laser no pueden ser eliminados
incluso por medio de succién durante la irradiaciéon de laser ni por lavado después por lo que hay un problema ya
que permanecen adheridos a la placa. Cuando los residuos se mantienen adheridos a la zona no irradiada
(superficie convexa) de la plancha de impresion, esto origina deficiencias en la impresién ya que la tinta se aplica a
dicha area durante la impresion. Por otra parte, cuando los residuos se mantienen adheridos a la parte inferior de la
zona irradiada (area céncava) de la placa de impresion, la profundidad de los puntos de trama disminuye mientras
que, cuando permanecen adheridos al lado de la zona coéncava, la reproducibilidad de los puntos de trama
disminuye. Cualquiera de estas situaciones puede provocar la disminucién de la resolucion.

Como un método para superar las desventajas anteriores, se ha propuesto una técnica donde un relleno incoloro y
transparente, tal como polvo fino de silice se mezcla con la composicion de resina a fin de mejorar las caracteristicas
mecanicas de la placa original de impresion y, como resultado, que la pegajosidad disminuya (véase el documento
de patente 2). Sin embargo, en un método en el que se mezcla un relleno tal como polvo fino de silice, se necesita
una gran cantidad de relleno para una disminucién suficiente de la pegajosidad de la placa original de impresion y
existe el problema de que la propiedad de moldeo de la placa original de impresién y propiedad fisica de la placa se
deterioren significativamente. Como tal, la adicion de un relleno causa un efecto malo en la propiedad de moldeo de
la placa original de impresién y en la propiedad fisica de la placa y, por lo tanto, ha habido una demanda para el
desarrollo de un método en el que la pegajosidad de la placa original de impresién se disminuya sin adicion del
material de relleno.

Como un método para ello, los presentes inventores ya han propuesto un método en el que se utiliza un latex como
componente principal de la composicién de resina fotosensible, mediante el cual puede fabricarse una placa de
impresion flexografica que no cause deficiencias de impresion y tenga buena resolucion (véase el documento de
patente 3). En el documento de patente anterior se propone una placa de impresion que causa menos residuos,
donde se produce un polimero hidréfobo a partir de al menos dos tipos de latex dispersos en agua que esta
contenido en una placa original de impresién con lo cual se consigue la capacidad de formar una imagen de 150 Ipi.

Recientemente, sin embargo, se han demandado imagenes mucho mas finas para materiales impresos e, incluso en
la flexografia, existe la necesidad de un rendimiento de impresion de medida tan alta como de 175 Ipi comparado
con el convencional de 150 Ipi. Mas especificamente, el diametro del punto de trama del 1% en 150 Ipi es 18,8 ym,
mientras que en 175 Ipi se convierte en tan fino como 16,1 um. Cuando una impresién de tal calidad se ha hecho
posible, se ha aplicado la observacion al microscopio para confirmar la propiedad de formacion de imagenes y, con
los métodos convencionales, la prevencion de las deficiencias de impresiéon debido a los residuos no ha sido
suficiente.
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El documento de patente europea EP 2 095 969 A1 describe una composicién fotosensible que comprende un latex
de metacrilato de metilo — butadieno con un grado de gelificacion del 100%, un acrilato de oligobutadieno asi como
un metacrilato monofuncional, un metacrilato trifuncional y un fotoiniciador en tolueno.

Documentos de la técnica anterior

Documentos de patente

Documento de patente 1: Solicitud de patente japonesa abierta (JP-A) N°. 506780/95
Documento de patente 2: Solicitud de patente japonesa abierta (JP-A) N°. 2004-533343
Documento de patente 3: Solicitud de patente japonesa abierta (JP-A) N°. 2006-001168
Descripcion de la invencion

Problemas que la invencién va a resolver

La presente invencion se ha creado en vista de la situacién actual de la técnica anterior como se menciond
anteriormente y su objeto es proporcionar una placa de impresion original, capaz de ser grabada con laser en la que
no se originen deficiencias de impresién causadas por los residuos, la resolucion sea buena y la propiedad de
impresion sea también buena.

Medios para resolver el problema

Los presentes inventores han llevado a cabo intensas investigaciones para alcanzar dicho objetivo y, como
resultado, han encontrado que, cuando la relacién en peso de oligomero fotopolimerizable y monémero insaturado
etilénico en el compuesto fotopolimerizable se fija de manera adecuada y, aun mas, el monémero monofuncional y
mondémero trifuncional se utilizan en una relacién apropiada en peso como mondmero etilénico insaturado en la
composicion de resina fotosensible que usa un latex como componente principal, es asi posible proporcionar una
placa de impresion donde la generacién de residuos por la irradiacion con laser y la adhesion de los mismos a la
placa de impresion se pueden reducir y, ademas, la propiedad de impresion es buena con lo cual se ha logrado la
presente invencion.

Por lo tanto, la presente invencion se refiere a una placa original de impresion flexografica capaz de ser grabada con
laser que se obtiene sometiendo una composicion de resina fotosensible que contiene (A) al menos un latex que
tiene un grado promedio en peso de gelificacién del 40% o mas, (B) un compuesto fotopolimerizable y (C) un
iniciador de la fotopolimerizacion a la irradiacion de la luz seguido de reticulaciéon y curado, en donde el compuesto
fotopolimerizable (B) contiene el oligémero fotopolimerizable y el monémero etilénico insaturado en de 13 a 22% en
peso y de 10 a 25% en peso, respectivamente, en peso de la composicion de resina fotosensible y el mondémero
insaturado etilénico comprende de 75 a 5% en peso de mondmero monofuncional y de 25 a 95% en peso de
monoémero trifuncional.

En una realizacion preferida de la placa original de impresion flexografica segun la presente invencion, el oligémero
fotopolimerizable tiene la misma estructura de esqueleto que el latex (A) y tiene un peso molecular promedio en
numero entre 500 y 8000.

Ventajas de la invencion

Puesto que la placa original de impresion de la presente invencion utiliza mondmeros insaturados etilénicos
monofuncionales y trifuncionales en una relacion apropiada en peso como los componentes de la placa original de
impresion como se menciond anteriormente, la densidad de reticulacion y la flexibilidad de la placa son excelentes.
Por lo tanto, la adhesion y la fusiéon de los residuos resultantes de la irradiacion con laser en la fabricacion de la
plancha de impresién pueden ser suprimidas. Por consiguiente, cuando se utiliza la placa original de impresion de la
presente invencién, una placa de impresion donde la adhesiéon de los residuos es pequefia, las deficiencias de
impresién debidas a lo anterior no se producen y una puede fabricarse una placa de impresiéon con una resolucion
excelente. Ademas, puesto que la placa de impresion resultante tiene una dureza apropiada, presenta una buena
transferencia de la tinta y durabilidad de la impresion.

Mejor modo de llevar a cabo la invencion

La placa original de impresion de la presente invencion se utiliza como una placa original de impresion adecuada
para la formacion de imagenes en relieve para impresion flexografica con grabado por laser, la formacion de
patrones para el tratamiento de una superficie tal como un estampado en relieve, y la formacion de imagenes en
relieve para la impresion en azulejos, etc, y que se puede obtener sometiendo una composicion de resina
fotosensible que contiene (A) al menos un latex que tiene un grado promedio de peso de gelificacion del 40% o mas,
(B) un compuesto fotopolimerizable y (C) un iniciador de la fotopolimerizacion a la irradiacion de la luz seguido de la
reticulacion y curado.
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El latex (A) que constituye la composicion de la resina fotosensible de la presente invencion es el componente
principal de un material de formacién de imagenes y tiene la funcién de ser descompuesto por la irradiacién en el
modo de imagen con laser en una placa original de impresion, formando de ese modo un area céncava. La presente
invencion se caracteriza en particular por el uso, como el latex, de al menos un latex que tiene un grado promedio de
peso de gelificacion de 40% o mas. Cuando se usa un latex de menos de 40% de promedio en peso de gelificacion,
incluso si ejerce baja pegajosidad cuando estd en forma de la composicion de resina, la pegajosidad se
incrementara cuando se procesa como la placa original de impresién. La razén de esto es que el calentamiento,
presurizacion o adicion de un disolvente en el moldeo de la composicion de resina en una placa original de
impresién hace que las microparticulas de latex se fundan o se agreguen para formar un agregado o para unirse, de
manera que las microparticulas de latex se convierten en particulas incapaces de existir en la forma de
microparticulas. Por lo tanto, con el fin de evitar que las microparticulas de latex se agreguen y se unan en el moldeo
en una placa original de impresion y para mantener de ese modo el bajo grado de pegajosidad incluso en la placa
original de impresion, es necesario utilizar un latex de un material reticulado duro con mas del 40% de grado medio
en peso de gelificacion. Aqui, un latex es una emulsion en la que una macromolécula tal como un caucho natural, un
caucho sintético o un plastico se dispersa en forma de coloide en agua a través de la accidon de un emulsionante, y
se clasifica, dependiendo del tipo de proceso de produccion, en (i) un latex de caucho natural, que es un producto de
origen natural debido al metabolismo vegetal, (i) un latex de caucho sintético, que se sintetiza mediante
polimerizacién en emulsion, y (iii) un latex artificial, que se prepara emulsionando y dispersando un caucho sélido en
agua. El latex (A) utilizado en la presente invencion, sin embargo, incluye sélo (i) el latex de caucho sintético vy (iii) el
latex artificial y excluye (i) el latex de caucho natural.

Mientras el latex (A) utilizado en la presente invencidon puede estar compuesto de un unico tipo de latex o una
mezcla de dos o mas tipos de latex, es necesario que el grado promedio en peso de gelificacion del latex (A) sea de
40 % o mas. El grado promedio en peso de gelificacion del latex (A) es preferiblemente de 50% o mas, y mas
preferiblemente de 60% o mas. Si el grado de gelificacion del latex es menor que el valor mostrado anteriormente,
no puede prevenirse suficientemente que las microparticulas de latex se agreguen o se unan durante el moldeo
como una placa original de impresioén y, por lo tanto, puede ser imposible mantener la pegajosidad de la placa de
impresion original baja. Ademas, puede ser imposible obtener una alta resolucion de la plancha de impresion. Por
otro lado, no existe un limite superior en cuanto al grado de gelificacion del latex. Cuanto mayor sea el grado de
gelificacion, mayor es el efecto de prevencion de las microparticulas de latex a la agregacion y unién. Aqui, el valor
del grado de gelificacion de un latex se define por su insolubilidad en tolueno. Especificamente, el grado de
gelificacion de un latex se determina pesando con precision 3 g de una solucién del latex sobre una pelicula de PET
que tiene un espesor de 100 um, secando a 100° C durante 1 hora, posteriormente sumergiendo la pelicula en una
solucion de tolueno a 25° C durante 48 horas, luego secando a 110° C durante 2 horas, y calculando la cantidad en
% en peso de los insolubles.

Como el latex (A) para ser utilizado en la presente invencion, se puede seleccionar apropiadamente entre los latex
convencionales un latex que tenga un grado de gelificacion a un cierto nivel o mas alto. Puede ser usado, por
ejemplo, un latex de polibutadieno, un latex de copolimero de estireno-butadieno, un latex de copolimero de
acrilonitrilo-butadieno, un latex de copolimero de metacrilato de metilo-butadieno, etc. Ademas, estos latex pueden
haber sido modificados con (met) acrilato, carboxi, etc. Por tanto, debido a que una variedad de estos latex naturales
o sintéticos como latex gelificados estan en el mercado, uno adecuado puede seleccionarse de entre ellos como el
latex gelificado.

Por otra parte, también se puede utilizar como el latex (A), un latex que no se gelifique o un latex que tenga un bajo
grado de gelificacion siempre que el promedio del grado de gelificacion en peso de todo el latex resulte ser de 40% o
mas. Un latex sin gelificar se utiliza en vista de la transferencia de la tinta a una tinta basada de agua. Un latex no
gelificado se puede seleccionar apropiadamente de entre los latex convencionalmente conocidos. Por ejemplo,
pueden ser utilizados un latex de polibutadieno, un latex de copolimero de estireno-butadieno, un latex de
copolimero de acrilonitrilo-butadieno o similares. En particular, es preferible, desde el punto de vista mencionado
anteriormente, el uso de un latex de copolimero de acrilonitrilo-butadieno.

El compuesto fotopolimerizable (B) que constituye la composicion de resina de la presente invencion tiene el papel
de polimerizar y reticular por irradiacion con luz, formando de este modo una densa red en la placa original de
impresiéon para el mantenimiento de la forma y preservacion de las propiedades fisicas. Es necesario que el
compuesto fotopolimerizable (B) utilizado en la presente invencién contenga un oligémero fotopolimerizable y un
monomero etilénico insaturado en de 13 a 22% en peso y de 10 a 25% en peso, respectivamente en relacion al peso
de la composicion de resina fotosensible. Cuando la cantidad del polimero fotopolimerizable es mayor que el limite
superior anterior, la propiedad de grabado por laser es mala, mientras que, cuando es menor que el limite inferior
anterior, la durabilidad de la impresion como placa de impresion es mala y no es lo preferido. Cuando la cantidad de
monoémero insaturado etilénico es mayor que el limite superior anterior, la placa en un estado de placa en bruto es
demasiado blanda con lo que el manejo es dificil y la durabilidad de la impresion es mala, mientras que, cuando es
menor que el limite inferior anterior, la propiedad de grabado por laser es mala y no es lo preferido.

Se prefiere que el oligdmero fotopolimerizable de la presente invencién sea un oligémero fotopolimerizable donde el
grupo etilénico insaturado esta unido al final y / 0 a la cadena lateral del polimero de tipo dieno conjugado. Con el fin
de mejorar la compatibilidad y la elasticidad de repulsion, se prefiere que el oligémero fotopolimerizable tenga la
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misma estructura de esqueleto que el latex (A). El peso molecular promedio en numero del oligdmero
fotopolimerizable es preferiblemente de 500 a 8000, mas preferiblemente de 1000 a 5000, y mucho mas
preferiblemente de 1.500 a 4.000. Cuando el peso molecular promedio en nimero es menor que el limite inferior
anterior, aunque el coeficiente de expansiéon después de la inmersién en disolvente durante 24 horas sea bueno, no
es lo preferido debido a la compatibilidad con el latex (A) y a la dureza siendo demasiado dura. Por otro lado, cuando
el peso molecular promedio en nimero es mayor que el limite superior anterior, la adhesion de los residuos se
convierte en excesiva.

El polimero basado en dieno conjugado que constituye el oligémero fotopolimerizable estd formado de un
homopolimero de un compuesto dieno conjugado insaturado o un copolimero de un compuesto dieno insaturado
conjugado, y un compuesto insaturado monoetilénicamente. Ejemplos de dicho homopolimero de un compuesto
dieno conjugado insaturado o del copolimero de un compuesto dieno insaturado conjugado y del compuesto
insaturado monoetilénicamente incluyen un polimero de butadieno, un polimero de isopreno, un polimero de
cloropreno, un copolimero de estireno-cloropreno, un copolimero de acrilonitrilo-butadieno, un copolimero de
acrilonitrilo-isopreno, un copolimero de metacrilato de metilo-isopreno, un copolimero de metacrilato de metilo-
cloropreno, un copolimero de acrilato de metilo-butadieno, un copolimero de acrilato de metilo-isopreno, un
copolimero de acrilato de metilo-cloropreno, un copolimero de acrilonitrilo-butadieno-estireno y un copolimero de
acrilonitrilo-cloropreno-estireno. Entre ellos, son preferibles el polimero de butadieno, el polimero de isopreno y el
copolimero de acrilonitrilo-butadieno, y el polimero de butadieno y el polimero de isopreno son particularmente
preferidos desde el punto de vista de la elasticidad del caucho y el fotocurado.

Mientras que el método para introducir un grupo etilénicamente insaturado en una cadena terminal y / o lateral de un
polimero basado en un dieno conjugado no esta particularmente restringido, el método puede ser, por ejemplo, (1)
un método en el que un acido carboxilico monoetilénicamente insaturado tal como el acido (met) acrilico se une via
un éster por medio de la deshidratacion a un grupo hidroxilo en la parte terminal de un polimero basado en un dieno
conjugado que acaba en un grupo hidroxilo obtenido mediante el uso de perdxido de hidrégeno como iniciador de la
polimerizaciéon o un carboxilato de alquilo monoetilénicamente insaturado, tal como (met) acrilato de metilo y (met)
acrilato de etilo, se unen via un éster a través de la transesterificacion, o (2) un método en el que un alcohol
etilénicamente insaturado, tal como el alcohol de alilo y alcohol de vinilo, se hace reaccionar con un polimero basado
en un dieno conjugado obtenido por la copolimerizacién de un compuesto de dieno conjugado y un compuesto
etilénicamente insaturado que contiene un acido carboxilico insaturado (éster) en, al menos, una parte del mismo.

El mondmero etilénico insaturado de la presente invencién es un compuesto que es capaz de ser reticulado por
rayos ultravioleta y comprende de 75 a 5% en peso de un monémero monofuncional y de 25 a 95% en peso de un
mondémero trifuncional. Preferiblemente, las relaciones en peso del monémero monofuncional al mondémero
trifuncional son de 60 a 10% en peso y de 40 a 90% en peso, respectivamente. EI monédmero monofuncional se
afade para mejorar la durabilidad de impresion de la placa de impresion y el monémero trifuncional se afiade para
hacer que la reticulacion sea densa a fin de mejorar la propiedad de grabado por laser. Cuando sélo hay mondémero
trifuncional, la placa de impresion se vuelve demasiado dura y la durabilidad de la impresion es mala. Cuando el
mondémero monofuncional es menor que el limite inferior anterior, la durabilidad de la impresion es mala, mientras
que, cuando es mayor que el limite superior anterior, la propiedad de grabado por laser es mala.

Ejemplos del mondmero etilénico insaturado monofuncional incluyen un (met) acrilato de alquilo tal como (met)
acrilato de metilo, (met) acrilato de etilo, (met) acrilato de propilo, (met) acrilato de butilo, (met) acrilato de isoamilo,
(met) acrilato de 2-etilhexilo, (met) acrilato de laurilo o (met) acrilato de estearilo; un (met) acrilato de cicloalquilo
tales como (met) acrilato de ciclohexilo; un (met) acrilato de haloalquilo tales como (met) acrilato de cloroetilo y (met)
acrilato de cloropropilo; un (met) acrilato de alcoxialquilo tales como (met) acrilato de metoxietilo, (met) acrilato de
etoxietilo o (met) acrilato de butoxietilo; un (met) acrilato de fenoxialquilo tales como acrilato de fenoxietilo o (met)
acrilato de nonilfenoxietilo; y un (met) acrilato de alcoxialquilen glicol tales como (met) acrilato de etoxidietilen glicol,
(met) acrilato de metoxitrietilen glicol o (met) acrilato de metoxidipropilen glicol. Entre ellos, se prefieren los (met)
acrilatos de alquilo, y el (met) acrilato de laurilo y (met) acrilato de estearilo son particularmente preferidos.

Ejemplos del monémero insaturado etilénico trifuncional incluyen tri (met) acrilato de trimetilolpropano, tri (met)
acrilato de pentaeritritol, tri (met) acrilato de glicerol y tri (met) acrilato de éter de triglicidilo de trimetilolpropano
producido por una reaccion de adicion de un compuesto que tiene un enlace insaturado etilénico (tal como un acido
carboxilico insaturado o un alcohol insaturado) y el hidrégeno activo al éter de ftriglicidilo de un alcohol polihidrico.
Entre ellos, se prefiere el tri (met) acrilato de trimetilolpropano.

El iniciador de la fotopolimerizacion (C) que se incluye en la composicion de resina de la presente invencion tiene un
papel como catalizador de la fotopolimerizacion y de la reaccion de reticulacion del compuesto fotopolimerizable (B).
Mientras que se puede utilizar cualquier compuesto capaz de causar que un grupo polimerizable insaturado
carbono-carbono se polimerice por la irradiacion de luz, como iniciador de la fotopolimerizacion (C) utilizado en la
presente invencion se utiliza preferentemente un compuesto que tenga la funciéon de generar un radical a través de
auto descomposicion o la extraccion de hidrogeno causada por la absorcion de la luz. Especificamente, se pueden
utilizar, por ejemplo, éteres de alquil benzoina, benzofenonas, antraquinonas, bencilos, acetofenonas, y diacetilos.
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Las relaciones en peso del latex (A), el compuesto fotopolimerizable (B) y el iniciador de la fotopolimerizacion (C) en
la composicién de resina de la presente invencion son preferiblemente de 10 a 80:15 a 80:0,1 a 10, respectivamente.

Si la relacién en peso del latex (A) es menor que el limite inferior mencionado anteriormente, la proporcion de
particulas que se funden o se agregan en el momento de moldear la placa original de impresion sera mas grande y
la pegajosidad de la placa original de impresién puede aumentar. Ademas, si la relacion en peso del latex (A) excede
el limite superior mencionado anteriormente, la fluidez de la composicion de resina se deteriora en gran medida y
puede llegarse a ser dificil de moldear la composicion de resina en una placa de impresion original. Ademas, si la
relacion en peso del compuesto fotopolimerizable (B) es menor que el limite inferior mencionado anteriormente, la
capacidad de curado de la placa original de impresion después de la fotopolimerizacion puede deteriorarse
notablemente o las propiedades mecanicas de la placa original de impresion pueden deteriorarse notablemente.
Ademas, si la relacion en peso del compuesto fotopolimerizable (B) excede el limite superior mencionado
anteriormente, la composicion no se puede mantener en estado solido y puede llegar a ser dificil moldear la
composicion de resina en una placa de impresion original. Ademas, si la relacién en peso del iniciador de la
fotopolimerizacion (C) es menor que el limite inferior mencionado anteriormente, la capacidad de curado de la placa
original de impresién después de la fotopolimerizacion puede deteriorarse notablemente o las propiedades
mecanicas de la placa original de impresion pueden deteriorarse notablemente. Ademas, si la relacion en peso del
iniciador de la fotopolimerizacion (C) supera el limite superior mencionado anteriormente, la capacidad de curado en
la direccion del espesor de la placa original de impresiéon puede deteriorarse notablemente y puede ser dificil curar
toda la placa original.

En la composiciéon de resina de la presente invencion, se puede incorporar, si se desea componentes opcionales,
tales como un polimero hidréfilo, un plastificante y / o un inhibidor de la polimerizacién, ademas de los tres
componentes antes mencionados (A) a (C).

El polimero hidrdfilo tiene el efecto de mejorar la afinidad entre la placa de impresion y la tinta a base de agua en la
impresién flexografica usando la placa de impresion producida, mejorando asi las propiedades de impresion.
Polimeros hidrofilos que se pueden utilizar en la composicién de resina de la presente invencion incluyen
preferiblemente polimeros que tienen un grupo hidréfilo tal como -COOH, -COOM (M es un ion metalico
monovalente, divalente o trivalente o un ion de amonio sustituido o no sustituido), -OH, -NH2, -SO3H y un grupo
fosfato, y especificamente incluyen un polimero de acido (met) acrilico o sales del mismo, un copolimero de acido
(met) acrilico o sales del mismo con un (met) acrilato de alquilo, un copolimero de acido (met) acrilico o sales del
mismo con estireno, un copolimero de acido (met) acrilico o sales del mismo con acetato de vinilo, un copolimero de
acido (met) acrilico o sales del mismo con acrilonitrilo, alcohol polivinilico, carboximetilcelulosa, poliacrilamida,
hidroxietilcelulosa, 6xido de polietileno, polietilenimina, poliuretano, que tiene un grupo -COOM, uretano de poliurea
que tiene un grupo -COOM, acido de poliamida que tiene un grupo -COOM, y sales o derivados de los mismos.
Estos se pueden usar solos o dos 0 mas polimeros pueden ser utilizados en combinacion. La proporciéon incorporada
del polimero hidréfilo en la composiciéon de resina de la presente invencion es preferiblemente de 20% en peso o
menos, y mas preferiblemente de 15% en peso o menos. Si la cantidad incorporada del polimero hidréfilo excede el
limite superior mencionado anteriormente, la placa de impresiéon que se produce puede deteriorarse en cuanto a la
resistencia al agua y en cuanto a la resistencia a la tinta a base de agua.

El plastificante tiene el efecto de mejorar la fluidez de la composicion de resina y el efecto de ajustar la dureza de la
placa original de impresion que se va a producir. El plastificante capaz de ser utilizado en la composicion de resina
de la presente invencion es preferiblemente un producto que tiene buena compatibilidad con el latex (A), y mas
preferiblemente un compuesto de polieno que es liquido a temperatura ambiente o un compuesto que tiene una
union de éster. Ejemplos del compuesto de polieno que es liquido a temperatura ambiente son polibutadieno liquido,
poliisopreno, y sus derivados maleinatos y derivados epoxidados que se obtienen de la modificacion de sus grupos
terminales o de sus cadenas laterales. Ejemplos de compuestos que tienen una unién de éster incluyen los ftalatos,
fosfatos, sebacatos, adipatos y poliésteres que tienen un peso molecular de 1000 a 3000. La proporcién incorporada
de plastificante en la composicién de resina de la presente invencion es preferiblemente de 30% en peso o menos, y
mas preferiblemente de 20% en peso o menos. Si la cantidad incorporada de plastificante supera el limite superior
mencionado anteriormente, la placa de impresion se puede deteriorar en gran medida en cuanto a sus propiedades
mecanicas y en su resistencia a los disolventes y se puede deteriorar la durabilidad de la impresion.

El inhibidor de la polimerizacién tiene el efecto de aumentar la estabilidad térmica de la composicién de resina. Los
inhibidores de polimerizacién que pueden ser utilizados para la composicién de resina de la presente invencion
pueden ser productos convencionalmente conocidos, y ejemplos de los mismos incluyen fenoles, hidroquinonas y
catecoles. La proporcion incorporada de inhibidor de la polimerizaciéon en la composicion de resina de la presente
invencion es preferiblemente de 0,001 a 3% en peso, y mas preferiblemente de 0,001 a 2% en peso.

Por otra parte, también se pueden afadir un colorante, un antioxidante, etc como componentes opcionales distintos
de los mencionados anteriormente, a menos que se deteriore el efecto de la presente invencion.

La composicion de resina de la presente invencién se prepara mediante la mezcla de los mencionados tres
componentes esenciales (A) a (C) y, si se desea, componentes opcionales. En esta operacion, se puede afadir un
disolvente organico tal como tolueno, si se desea, con el fin de hacer la mezcla mas facil. Ademas, con el fin de
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mezclar completamente, es deseable amasar completamente los componentes en condiciones de calefaccion
usando una amasadora. La condicion de calefaccion es preferiblemente de 50 a 110° C. Ademas, la humedad
contenida en el disolvente organico afiadido en el momento de la mezcla y en los componentes se elimina
preferiblemente bajo presion reducida después del amasado.

La placa original de impresién de la presente invencion se obtiene por moldeo de la composicion de resina de la
presente invencion preparada como se ha descrito anteriormente en una forma similar a una lamina o en una forma
tubular, y luego se irradia el articulo moldeado con luz para reticular y curar.

Un método de moldeo de resinas convencionalmente conocido puede ser utilizado como el método para el moldeo
de la composicion de resina de la presente invencién en una forma similar a una lamina o una forma tubular. Por
ejemplo, un método puede ser mencionado que incluye la aplicacion de la composicion de resina de la presente
invencion sobre un soporte apropiado o un cilindro de una impresora, seguido de presurizacién con una maquina de
prensado térmico, o similares. Se utiliza preferiblemente un material que tenga flexibilidad y sea excelente en cuanto
a estabilidad de la dimension como soporte. Ejemplos del mismo incluyen una pelicula de tereftalato de polietileno,
una pelicula de naftalato de polietileno, una pelicula de tereftalato de polibutileno y el policarbonato. En vista de las
propiedades mecanicas, la estabilidad de forma, etc de la placa original de impresion, el espesor del soporte es
preferiblemente de 50 a 250 ym, y mas preferiblemente de 100 a 200 yum. Ademas, si es necesario, con el fin de
mejorar la adherencia entre el soporte y la capa de resina, puede proporcionarse un adhesivo conocido que hasta
ahora se haya utilizado para este tipo de propdsito en la superficie del soporte. La magnitud de la presurizacién es
preferiblemente de 20 a 200 kg / cm2. La magnitud de la temperatura en la presurizacion es preferiblemente de
temperatura ambiente a 150° C. Mientras que el espesor del articulo moldeado a ser formado se puede determinar
apropiadamente segun el tamafio, propiedades y similares de la placa original de impresion que se va a producir y
no esta especificamente limitado, normalmente es de 0,1 a 10 mm.

Posteriormente, la composicion de resina moldeada se irradia con luz, de modo que el compuesto fotopolimerizable
(B) en la composiciéon de resina sea polimerizado y reticulado y de forma que el articulo moldeado se cure para
formar una placa de impresion original. Ejemplos de la fuente de luz que se utiliza en el curado incluyen tales como
una lampara de mercurio de alta presién, una lampara de mercurio de ultra-alta presiéon, una lampara fluorescente
ultravioleta, una lampara de arco de carbono y una lampara de xenén. Ademas, la curacidon se puede realizar por
cualquier método conocido convencionalmente distinto de los anteriores. Mientras que soélo puede usarse un Unico
tipo de fuente de luz como la fuente de luz para el curado, la capacidad de curado de la resina puede aumentarse
cuando el curado se lleva a cabo con el uso de dos o mas tipos de fuentes de luz que difieran en la longitud de onda.
Por lo tanto, se pueden usar dos o mas tipos de fuentes de luz.

La placa original de impresion obtenida de este modo se monta en la superficie de un tambor de montaje de placa
de un dispositivo de grabado con laser. Por medio de la irradiacion en el modo de imagen con laser, se descompone
la parte irradiada de la placa original para formar una zona céncava y se produce una placa de impresion. En la
placa original de impresion obtenida a partir de la composicion de resina de la presente invencion, ya que se ha
reducido la pegajosidad debido a la utilizacion de un latex con un grado de gelificacion a un cierto nivel o nivel mas
alto, los residuos producidos por la irradiacion con laser apenas se adhieren a la superficie de la placa y por lo tanto
la deficiencia de impresion y la disminucién de la resolucion provocada por la adhesion de los residuos son
eficazmente inhibidas.

Ejemplos

La presente invencion se ilustrara ahora adicionalmente por medio de los siguientes ejemplos aunque la presente
invencion no se limita a ellos.

Ejemplo 1

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fracciéon no volatil: 25%.) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de
éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasé a 105° C utilizando una amasadora
de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una composicion
de resina.

7



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2495340 T3

Ejemplo 2

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 7 partes en masa de metacrilato de laurilo y 13 partes en masa de triacrilato de
trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como un iniciador de la fotopolimerizacion (C) y otros que eran 20 partes
en masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de
uretano urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidrofilo, 0,1 partes en
masa de éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de
butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 3

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 4 partes en masa de metacrilato de laurilo y 16 partes en masa de triacrilato de
trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 4

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de pentaeritritol como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 5

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

20 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 7,5 partes en masa de metacrilato de laurilo y 7,5 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);
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1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 6

25 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 25 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (SX 1503
fabricado por Nippon Zeon; grado de gelificacion: 0%; fraccion no volatil: 42%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como un iniciador de la fotopolimerizacion (C) y otros que eran 20 partes
en masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de
uretano urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en
masa de éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de
butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 7

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacion (C) y otros que eran 0,1 partes en
masa de éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de
butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 8

Polibutadieno que contenia grupos hidroxilo (peso molecular: el peso molecular promedio en numero fue de 500;
cantidad de grupos hidroxilos: 4,1 equivalentes molares / kg) (900 partes en masa) y 260 partes en masa de acido
acrilico se hicieron reaccionar a 70° C durante dos horas en presencia de 900 partes en masa de ciclohexano y 5
partes en masa de acido toluenosulfénico, el ciclohexano se evaporé de la mezcla para dar acrilato de
oligobutadieno donde el peso molecular promedio en numero fue de aproximadamente 600.

A continuacion, 20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por
Nippon A&L; grado de gelificacion: 95%; fraccién no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-
butadieno (CYATEX NA 20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como
componentes del latex (A);

15 partes en masa del acrilato de oligobutadieno antes mencionado, 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10
partes en masa de triacrilato de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante
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se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 9

Polibutadieno que contenia grupos hidroxilo (peso molecular: el peso molecular promedio en nimero fue de 7.000;
cantidad de grupos hidroxilos: 0,29 equivalentes molares / kg) (900 partes en masa) y 19 partes en masa de acido
acrilico se hicieron reaccionar a 70° C durante cinco horas en presencia de 900 partes en masa de ciclohexano y 5
partes en masa de acido toluenosulfénico, el ciclohexano se evaporé de la mezcla para dar acrilato de
oligobutadieno donde el peso molecular promedio en numero fue de aproximadamente 7.100.

A continuacion, 20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por
Nippon A&L; grado de gelificacion: 95%; fraccién no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-
butadieno (CYATEX NA 20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como
componentes del latex (A);

15 partes en masa del acrilato de oligobutadieno antes mencionado, 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10
partes en masa de triacrilato de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo 10

Poliisopreno que contenia grupos hidroxilo (peso molecular: el peso molecular promedio en numero fue de 2.500;
cantidad de grupos hidroxilos: 0,83 equivalentes molares / kg); poliisopreno liquido Poli ip que tenia un grupo
hidroxilo terminal fabricado por Idemitsu Kosan) (900 partes en masa) y 52 partes en masa de acido acrilico se
hicieron reaccionar a 70° C durante cinco horas en presencia de 900 partes en masa de ciclohexano y 5 partes en
masa de acido toluenosulfénico, y el ciclohexano se evapord de la mezcla para dar acrilato de oligoisopreno donde
el peso molecular promedio en numero fue de aproximadamente 2.700.

A continuacion, 20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por
Nippon A&L; grado de gelificacion: 95%; fraccién no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-
butadieno (CYATEX NA 20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificaciéon: 70%; fraccion no volatil: 45%) como
componentes del latex (A);

15 partes en masa del acrilato de oligoisopreno antes mencionado, 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10
partes en masa de triacrilato de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo Comparativo 1

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadiene (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2.700), 15,2 partes en masa de metacrilato de laurilo y 4,8 partes en masa de
triacrilato de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como un iniciador de la fotopolimerizacion (C) y otros que eran 20 partes
en masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de
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uretano urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidrofilo, 0,1 partes en
masa de éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizaciéon y 9 partes en masa de caucho de
butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasé a 105° C utilizando una amasadora
de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una composicion
de resina.

Ejemplo Comparativo 2

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2.700), 0,8 partes en masa de metacrilato de laurilo y 19,2 partes en masa de
triacrilato de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo comparativo 3

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

30 partes en masa de acrilato de oligobutadiene (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2.700), y 5 partes en masa de metacrilato de laurilo como compuestos
fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo Comparativo 4

20 partes en masa de latex de metacrilato de metilo-butadieno (NALSTER MR174 fabricado por Nippon A&L; grado
de gelificacion: 95%; fraccion no volatil: 50%) y 89 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (CYATEX NA
20 fabricado por Nippon A&L; grado de gelificacion: 70%; fraccion no volatil: 45%) como componentes del latex (A);

5 partes en masa de acrilato de oligobutadieno (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio en
numero: aproximadamente 2.700), y 30 partes en masa de triacrilato de trimetilolpropano como compuestos
fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.
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Ejemplo comparativo 5

119 partes en masa de latex de acrilonitrilo-butadieno (SX 1503 fabricado por Nippon Zeon, grado de gelificacion:
0%; fraccion no volatil: 42%) como componente del latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadiene (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2.700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como iniciador de la fotopolimerizacién (C) y otros que eran 20 partes en
masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de uretano
urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidréfilo, 0,1 partes en masa de éter
monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de butadieno
liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, se eliminaron el tolueno y el agua de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Ejemplo Comparativo 6

20 partes en masa de caucho de butadieno (BRO1 fabricado por Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.; grado de
gelificacion: 0%; fraccion no volatil: 100%) y 30 partes en masa de caucho de acrilonitrilo-butadieno (N220SH
fabricado por Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.; grado de gelificacion: 0%; fraccion no volatil: 100%) en lugar del
latex (A);

15 partes en masa de acrilato de oligobutadiene (ABU-3 fabricado por Kyoeisha Kagaku; peso molecular promedio
en numero: aproximadamente 2.700), 10 partes en masa de metacrilato de laurilo y 10 partes en masa de triacrilato
de trimetilolpropano como compuestos fotopolimerizables (B);

1 parte en masa de dimetilcetal de bencilo como un iniciador de la fotopolimerizacion (C) y otros que eran 20 partes
en masa de PFT-3 (un compuesto de peso molecular de aproximadamente 20.000 que tiene una estructura de
uretano urea fabricado por Kyoeisha Kagaku; fraccion no volatil: 25%) como un polimero hidrofilo, 0,1 partes en
masa de éter monometilico de hidroquinona como inhibidor de la polimerizacién y 9 partes en masa de caucho de
butadieno liquido como un plastificante

se mezclaron en un recipiente junto con 5 partes en masa de tolueno y se amasaron a 105° C utilizando una
amasadora de presurizacion y, después de eso, el tolueno y el agua se eliminaron de la masa al vacio para dar una
composicion de resina.

Entonces, las composiciones de resina obtenidas en los Ejemplos 1 a 10 y los Ejemplos Comparativos 1 a 6 se
intercalaron entre una pelicula compuesta de una pelicula de tereftalato de polietileno que tenia un espesor de 125
pm recubierta con una capa de adhesivo a base de poliéster y una pelicula compuesta de una pelicula de tereftalato
de polietileno igual que la anterior recubierta con una capa anti-adhesiva (alcohol polivinilico) de manera que la capa
de adhesivo y la capa de anti-adhesivo pudieran entrar en contacto con la composicion de resina, y después se
presionaron con una maquina de prensado térmico a 105° C durante 1 minuto a una presion de 100 kg / cm2,
obteniéndose de este modo un material moldeado en forma de hoja que tenia un espesor de 1,7 mm.
Posteriormente, ambos lados de este material moldeado en forma de hoja fueron expuestos a la luz durante diez
minutos usando una maquina de exposicion UV (fuente de luz: 10R fabricada por Koninklijke Philips Electronics) de
8 mW / cm2 desde una altura de 5 cm por encima de su superficie para el fotocurado, produciendo con ello una
placa de impresion original.

Las placas de impresion originales de los Ejemplos 1 a 10 y Ejemplos Comparativos 1 a 6, que fueron producidas
por la técnica anterior, se enrollaron con una cinta de doble cara en un tambor de montaje de placa de un dispositivo
de grabado por laser, seguido de grabado por laser bajo las condiciones que se muestran a continuacion. Un
colector de polvo situado cerca de la pistola de laser se hizo funcionar de forma simultanea con el inicio de la
grabacion por laser, descargando de este modo los residuos de grabado fuera del dispositivo de forma continua.
Después del grabado por laser, las placas se desmontaron del tambor de montaje y se lavaron con agua durante 3
minutos usando un lavador de placas revelables por el agua (CRS600, fabricado por Toyobo Co., Ltd.; el revelador
fue una solucion acuosa al 1% de jabdn de lavar; la temperatura del agua fue de 40° C) para eliminar la pequeha
cantidad de residuos en la superficie de las placas. Las placas después se secaron para obtener las planchas de
impresion.

El dispositivo de grabado por laser utilizado fue un FlexPose ! directo equipado con un laser de diéxido de carbono
de 300 W, fabricada por Luescher Flexo. Las especificaciones del dispositivo incluyen una longitud de onda del laser
de 10,6 ym, un diametro de haz de 30 ym, un diametro de tambor de montaje de placa de 300 mm y una tasa de
procesamiento de 1,5 horas/0,5 m2. Las condiciones del grabado por laser son las siguientes. En este caso, de (1) a
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(3) son condiciones inherentes al dispositivo. Para las condiciones de (4) a (7), que pueden ser fijadas
arbitrariamente, se adoptaron las condiciones estandar del dispositivo, respectivamente.

(1) Resolucion: 2540 dpi

(2) Paso del laser: 10 ym

(3) Numero de rotaciones del tambor: 982 cm / segundo

(4) Potencia maxima: 9%

(5) Corriente inferior: 100%

(6) Anchura del hombro: 0,30 mm

(7) Profundidad del relieve: 0,60 mm

(8) Imagen Evaluada: 175 Ipi, puntos de trama en cada 1% de 0 a 100%

Las planchas de impresion obtenidas fueron investigadas en cuanto a los siguientes elementos de evaluacion. La
tabla 1 muestra el resultado de estas evaluaciones de la realizacion.

(1) Estado de adhesion de los residuos

Utilizando un microscopio de 100 aumentos, el estado de adhesién de los residuos a la superficie de la placa de
impresion se inspecciond visualmente y se expresd segun los siguientes cuatro niveles.

00: no se encontrd casi ningun residuo; o: se encontrd un poco de residuo; A: se encontré una considerable cantidad
de residuo; x: se encontré una gran cantidad de residuos.

(2) Forma de los puntos de trama
Se observo la forma en un 10% de los puntos de trama a 175 Ipi con un microscopio de 100 aumentos.

o: la forma de los puntos de trama se habia reproducido como conos que no tenian ni roturas parciales ni defectos
de nivelacion

A: la forma de los puntos de trama tenia roturas parciales y defectos de nivelacion y no era clara
x: la forma de los puntos de trama tenia muchas roturas parciales y defectos de nivelacion y no era clara
(3) Propiedad de formacion de puntos de trama

Se midi6 la propiedad de formacidon minima de puntos de trama a 150 Ipi y la propiedad de formacién minima de
puntos de trama a 175 Ipi usando un microscopio de 100 aumentos.

(4) Transferencia de la tinta

La impresion se llevo a cabo utilizando una impresora flexografica y la transferencia de la tinta sobre la superficie de
la plancha de impresion se observé bajo un microscopio de 100 aumentos.

0: no se observé ninguna imprimacién descolorida
A: se observé alguna imprimacién descolorida

X: se observo imprimacién descolorida

(5) Durabilidad de la impresion

La impresion se llevé a cabo utilizando una impresora flexografica y, después de terminar cada 1.000 impresiones,
se observo el relieve con una lupa de 30 aumentos y el nimero de copias impresas que se imprimieron antes de la
generacion de agrietamiento del relieve se definié como el numero de copias imprimibles.

o: el nUmero de copias imprimibles fue de 1.000.000 o mas
A: el nimero de copias imprimibles fue de 100.000 o mas y menos de 1.000.000

x: el niumero de copias imprimibles fue menor de 100.000.
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Se entiende a partir de los resultados evaluados de la Tabla 1 que, en los Ejemplos 1 a 10 en los que se utilizé un
latex que tenia un grado promedio en peso de gelificacion de 40% o mas, el oligdmero fotopolimerizable y el
monomero etilénico insaturado se utilizaron en de 10 a 25% en peso y de 5 a 40% en peso, respectivamente, del
peso de la composicion de resina fotosensible, y el mondmero etilénico insaturado comprendia de 75 a 5% en peso
del monémero monofuncional y de 25 a 95% en peso del mondmero trifuncional, se prepararon placas de impresion
que tenian buenas propiedades de grabacién por laser y buena transferencia de tinta y la durabilidad de impresion
también fue buena. Por el contrario, en el Ejemplo Comparativo 1 en el que habia demasiado monémero
monofuncional, a pesar de que la transferencia de tinta y la durabilidad de la impresion fueron buenas, la propiedad
de grabacion por laser fue mala, mientras que, en el Ejemplo Comparativo 2 en el que habia demasiado monémero
trifuncional, aunque la propiedad de grabacioén por laser fue buena, la transferencia de la tinta y la durabilidad de la
impresion fueron malas. En el ejemplo comparativo 3, en el que habia demasiado oligémero fotopolimerizable, a
pesar de que la transferencia de la tinta y la durabilidad de la impresion fueron buenas, la propiedad de grabacion
por laser fue mala, mientras que, en el ejemplo comparativo 4 en el que habia demasiado monémero insaturado
etilénico, aunque la propiedad de grabacion por laser fue buena, la transferencia de tinta y la durabilidad de
impresion fueron malas. En el Ejemplo Comparativo 5 en el que el grado promedio en peso de gelificacion del latex
fue del 0% y en el Ejemplo Comparativo 6 en el que se utilizd un caucho en lugar del latex, aunque la transferencia
de tinta y la durabilidad de impresion fueron buenas, la propiedad de grabacion por laser fue mala. De estos
resultados, se observa que, cuando se utilizo la placa de impresion original de la presente invencion, la generacion,
adhesion y crecimiento de los residuos causados por la irradiacion con laser se pudieron suprimir de manera eficaz,
con lo que no se observaron deficiencias en la impresion y, ademas, la resolucion fue buena. También se observa
que, cuando se usa la placa original de impresion de la presente invencion, las propiedades de impresion
(transferencia de la tinta de impresion y durabilidad) son también muy buenas.

Aplicabilidad industrial

En la placa flexografica de la presente invencion capaz de ser grabada con laser, es muy raro que los residuos
generados por la irradiacion con laser en la preparacion de la plancha de impresion se mantengan por adhesion
sobre la superficie de la placa. Segun ésto, puede ventajosamente ser utilizada como una placa original de
impresioén para el grabado con laser en particular en el campo de la flexografia cuando se prepara una plancha de
impresioén que requiera propiedades de gran resolucién e impresion.
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REIVINDICACIONES

1. Una placa original de impresion flexografica capaz de ser grabada con laser que se obtiene sometiendo una
composicion de resina fotosensible que contiene (A) al menos un latex que tiene un grado promedio en peso de
gelificacion de 40% o mas, (B) un compuesto fotopolimerizable y (C) un iniciador de la fotopolimerizacion a la
irradiacion a la luz seguido de reticulacion y curado, en donde el compuesto fotopolimerizable (B) contiene el
oligémero fotopolimerizable y el mondmero etilénico insaturado en una proporcion de 13 a 22% en peso y de 10 a
25% en peso, respectivamente, con respecto al peso de la composicion de resina fotosensible y el mondmero
insaturado etilénico comprende de 75 a 5% en peso de mondmero monofuncional y de 25 a 95% en peso de
monoémero trifuncional.

2. La placa original de impresion flexografica segun la reivindicacion 1, en donde el oligdmero

fotopolimerizable tiene la misma estructura de esqueleto que el latex (A) y tiene un peso molecular promedio en
numero entre 500 y 8.000.

16



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones

